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１．概要（Summary） 

有機レーザー色素と光共振器を組み合わせると、光励

起や電流励起によりレーザー発振が得られる。本研究で

はレーザー発振閾値の低減を目指して、東京工業大学

の施設により1st-order gratingと second-order grating

を交互に配置させた mix-order grating をレジスト膜上

に形成させた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置 (スピンコータ・現像装置・ホットプレ

ート・オーブン・ドラフトチャンバ等を含む）、電子ビーム露

光データ加工ソフトウェア,走査型電子顕微鏡、プラズマ

CVD 装置、リアクテブイオンエッチング装置 

【実験方法】 

基板の上にレジスト膜を塗布し、電子ビーム露光装置

を用いて任意の形状に電子ビームの照射を行った。レジ

ストの現像、リンス、乾燥を行うことで、レジストパターンを

形成させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記プロセスにより作製したレジストパターンを電子顕

微鏡により観察した(Fig. 1)。設計通りのレジストパターン

が形成されており、1st-order grating と second-order 

gratingが組み合わされたmix-order gratingが得られ

ていた。 

 

※本事業により以下が実現することが期待される。 

(1) 低エネルギ―・低炭素社会の実現 

(2) 新しい学理の開拓 

(3) 当該研究分野に関連する産業の活性化 

 

 

 

Fig. 1. Scanning electron microscope images of a 

resist layer with mix-order grating. 
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